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长春光机所软Ｘ射线极紫外波段光学研究

陈　波，尼启良，王君林

（中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室，吉林 长春１３００３３）

摘要：综述了我所软Ｘ射线极紫外波段关键技术的研究进展。描述了软Ｘ射线极紫外波段光源技术，研制了工作波段

为６～２２ｎｍ的微流靶激光等离子体光源；介绍了光子计数成像探测器技术，研制出了有效直径为２５ｍｍ，等效像元分辨

率为０．３ｍｍ的极紫外波段探测器；开展了超光滑表面加工、检测技术的研究，研制了超光滑表面抛光机，加工出高面形

精度的超光滑表面，面形精度为６ｎｍ（ＲＭＳ值），表面粗糙度达０．６ｎｍ（ＲＭＳ值）；进行了软Ｘ射线极紫外波段多层膜

技术的研究，研制出１３ｎｍ处反射率为６０％的多层膜反射镜，１５０ｍｍ口径反射镜的反射率均匀性优于±２．５％；最后，

讨论了软Ｘ射线极紫外波段测量技术研究，研制出该波段反射率计，其测量范围为５～５０ｎｍ，光谱分辨率好于０．２ｎｍ，

测量重复性好于±１％。在上述关键技术研究基础上，研制出了极紫外波段成像仪和空间极紫外波段太阳望远镜，这些

仪器在我国空间科学研究项目中发挥了作用。
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